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PRZYRZAD DO CENTROWANIA | NASWIETLANIA STRUKTUR
NA PLYTCE POLPRZEWODNIKA

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do centrowania i naswietlania struktur na ptytce pétprzewodnika,
stosowany w produkcji przyrzadéw péiprzewodnikowych, przy obustronnej fotolitografii.

Struktury przyrzadéw poéiprzewodnikowych w czasie wykonywania proceséw technologicznych przy ich
wytwarzaniu wymagaja doktadnego centrowania i naswietlania na ptytce p6tprzewodnika.

Znane dotychczas przyrzady do centrowania i naswietlania struktur na ptytce p6tprzewodnika pozwalaja
poprzez fotomaske naswietla¢ emulsje fotoczuia tylko na jednej stronie ptytki.

Znane s3 réwniez urzadzenia do obustronnego centrowania obrazéw, umozliwiajace przeswietlanie ptytki
pétprzewodnika promieniami podczerwonymi lub promieniami rentgena. Urzadzenia te cechuje jednak skompli-
kowana i rozbudowana konstrukcja, co jest przyczyna znacznej ich zawodnosci.

Niedogodnoscia dotychczas stosowanych przyrzadéw do centrowania inaswietlania struktur na ptytce
pétprzewodnika jest ograniczenie polegajace na tym, e przy ich uzyciu mozna obrabia¢ ptytki pétprzewodnika

 wylacznie z jednej strony i nie maja one zastosowania w,przypadkach obustronnej fotolitografii.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych niedogodnosci przez opracowanie nowego przyrzadu do centro-
wania inaswietlania struktur na ptytce péiprzewodnika, ktéry pozwoli wykonywaé operacje technologiczne
przy obustronnej fotolitografii na ptytce, przez mocowanie i centrowanie dwéch fotomasek oraz obustronne
naswietlanie emulsji fotoczutej, naniesionej na ptytke.

Cel ten osiagnigto wedtug wynalazku przez wykonanie przyrzadu, ktéry zbudowany jest z obrotowego
stolika, umocowanego do podstawy przyrzadu. Na stoliku tym ustawia sie¢ ptyte, na ktérej umocowuje si¢
fotomaske dolna.

Przyrzad wyposazony jest takze w druga fotomaske, ktéra mocuje si¢ na gérnej ptycie, potaczonej zawia-
sem przegubowym z suportem goérnym stolika wspéirzednosciowego. Natomiast suport gérny ustawia si¢ na
suporcie dolnym stolika wspéirzednosciowego. Stolik ten jest potaczony z podstawa przyrzadu przy pomocy
prowadnicy.

Ponadto przyrzad wedlug wynalazku wyposazony jest w pokretto stolika obrotowego, pokretto suportu
goérnego i pokretto suportu dolnego stolika wspétrzednosciowego. Pokretta te stuza do centrowania obrazéw
fotomasek.
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Przesuw wspéirzgdnosciowy suportu dolnego i,gérnego oraz przesuw katowy jednej z fotomasek na stoliku
obrotowym pozwala regulowa¢ potozenie fotomaski gérnej i centrowanie znakéw jednej i drugiej fotomaski.

W celu dwustronnego naswietlenia ptytki pétprzewodnika pokrytej dwustronnie emulsjg fotoczuta, umie-
szcza si¢ jg migdzy fotomaskami, naswietla oraz utrwala znanym sposobem przez poddanie obrébce chemiczne;.

Wykorzystanie przyrzadu wedtug wynalazku, wyposazonego w obrotowy stolik i suporty wspéirzednoscio-
we pozwolito mocowaé w przyrzadzie jednoczesnie dwie fotomaski oraz centrowanie znakow jednej i drugiej.
Ponadto zastosowanie w produkcji rozwiazania wedtug wynalazku umozliwito umieszczenie ptytki pétprzewod-
nika mig¢dzy fotomaskami i uzyskanie na niej obustronnego naswietlenia emulsji.

Przedmiot wynalazku jest bliZej objasniony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia przekrGj podtuzny przyrzadu a fig. 2 jego widok z gory.

Jak uwidoczniono na rysunku, przyrzad do centrowania i naswietlania struktur na ptytce pétprzewodnika
wyposazony jest w obrotowy stolik 1, umocowany do podstawy przyrzadu 2, na ktérym osadzona jest ptyta 3
stuzgca do mocowania fotomaski 4. Natomiast druga fotomaska 5 zamocowana jest na gérnej ptycie 6, potaczo-
nej zawiasem przegubowym 7 z suportem gérnym 8 stolika wspétrzednosciowego. Suport gérny 8 osadzony
zostal na suporcie dolnym 9 stolika wspdtrzednosciowego, ktory potaczony jest z podstawg przyrzadu 2 przy
pomocy prowadnicy 10.

W czasie naswietlania ptytka pétprzewodnika 11 umieszczona jest migdzy fotomaskami 4 i 5 w osi otwo-
réw znajdujacych si¢ w ptycie 3i6.

Centrowanie znak 6w fotomaski 4 i 5 wykonywane jest pokrettem 12 stolika obrotowego 1 oraz pokretiem
13 suportu gérnego 8 i pokrettem 14 suportu dolnego 9 stolika wsp6trzednosciowego.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do centrowania i naswietlania struktur na ptytce péiprzewodnika, znamienny tym,
Ze wyposazony jest w suporty wspotrzednosciowe (8 i9) do centrowania fotomaski gérnej (5) z umieszczong
pod nia drugg fotomaska (4) zamocowang na ptycie (3) obrotowego stolika (1), przy czym fotomaska gérna (5)
zamocowana na ptycie gémej (6) jest potaczona zawiasem przegubowym (7) z suportem gérnym (8) i przez
prowadnice (10) z suportem dolnym (9).

2. Przyrzad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze plytka pdtprzewodnika (11) umieszczona jest
podczas naswietlania mi¢dzy fotomaskami (4 i 5) w osi otworéw ptyt (3 i 6) przyrzadu.
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